Streszczenie

Na seminarium zaprezentowane zostang najnowsze osiggniecia w
dziedzinie wytwarzania podfalowych siatek dyfrakcyjnych (MHCG) metodg
elektronolitografii (EBL). Przedyskutowane zostang réwniez najwieksze problemy
stojgce na drodze do petnego wykorzystania mozliwosci metody EBL oraz
zarysowane zostang gtowne kierunki rozwoju siatek MHCG.

Impulsem do rozwoju technologii wytwarzania siatek MHCG byto
stworzenie koncepcji lasera VCSEL, w ktérym zwierciadta DBR zastgpione zostaty
zwierciadtami w postaci siatek MHCG o bardzo duzej odbijlanosci. Taki laser
charakteryzuje sie niezwykle prostg konstrukcjg, wielokrotnie mniejszg dtugoscig
wneki rezonansowej i znacznym zmniejszeniem zuzycia materiatow w poréwnaniu
z laserem DBR VCSEL.

Dotychczasowe prace zaowocowaty stworzeniem luster MHCG, ktérych
zmierzona odbijalnos¢ siega 93% oraz laserow MHCG VCSEL, ktére przy
pobudzaniu optycznym emitujg fale 993nm. Wykonano tez pierwsze lustra
MHCG czeSciowo pokryte cienkg warstwg metalu, ktéra pozwoli w
przysztosci na zwiekszenie efektywnosci pompowania elektrycznego w laserach
VCSEL.



